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РЕФЕРАТ 

Отчет  60   с.,  26    рис.,     8   табл.,   43  ист.  

 

ПЛАЗМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ, НИЗКОЭНЕРГЕТИЧНЫЕ ПУЧ-

КИ, КОМПЕНСАЦИЯ ИОННОГО ОБЪЁМНОГО ЗАРЯДА, ПЛАЗМЕННЫЕ ЭМИТТЕРЫ, 

ЭЛЕКТРОННО- И ИОННОЛУЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

 

Объектом исследований являются потоки заряженных частиц, эмитированные из 

плазмы, формируемой в газоразрядных структурах, с параметрами, достаточными для реали-

зации технологий модификации поверхностей  и других родственных технологий. 

Цель работы – разработка плазменных источников электронов, формирующих низко-

энергетичные пучки для компенсации ионного объёмного заряда, создание и исследование 

экспериментальных макетов комбинированных электронно- и ионно-плазменных источников, 

предназначенных для поверхностной модификации материалов.  

В результате выполнения работы определена возможность совместимости элек-

тронных и ионных источников, выявлены основные особенности такого применения. Опре-

делены основные требуемые параметры и характеристики электронно-ионных источников. 

Предложен ряд электродных структур электронно-ионных источников, сконструирован, из-

готовлен и исследован плазменный электронно-ионный источник, показана его перспектив-

ность для дальнейшей разработки технологического электронно-ионного источника. 

Область применения: полученные результаты будут использованы для разработки 

экспериментальных макетов электронных источников с плазменным эмиттером для компен-

сации ионного пучка или совместного ионно-электронного воздействия. 

Основные показатели: высокая эффективность разрабатываемых источников заря-

женных частиц, способная обеспечить возможность реализации энерго- и ресурсосберегаю-

щие технологий модификации поверхностей различных материалов. 

Степень внедрения: результаты исследований планируется использовать для создания 

отечественных электронно-ионно-лучевых энергокомплексов различного технологического 

назначения и разработки новой технологии модификации различных материалов. Полученные 

новые научные результаты используются при подготовке научных кадров в рамках магистрату-

ры и аспирантуры. Результаты будут использованы при подготовке к защите 2 магистерских и 

одной кандидатской диссертаций. 
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